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Abstract (en)
The cleaning process involves filling the plant with demineralized water, checking seals, flushing with two system volumes of demineralized water,
dosing a degreaser into the pump (1), heating to 50-80[deg]C, dosing in a cleaning fluid, checking iron concentration, expelling HF acids, restarting
the circulation and raising the pH value to 10.0. A passive layer of hydrogen peroxide is then dosed in to form a passive layer on the metal until a
positive Redox potential of more than 10 mV is reached. The system is then flushed out again.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum chemischen Reinigen einer Vorwarmer, Verdampfer, Uberhitzer, Leitungen, Pumpen, Ventile, Klappen,
Tanks und/oder Kessel und dgl. enthaltenden Gas- und Dampf (GuD)-Anlage oder -Kraftwerk. Ziel der Erfindung ist es, dieses Verfahren mit einer
moglichst geringen Menge an demineralisiertem oder voll entsalztem Wasser durchzuflihren, um dadurch die wirtschaftlichen und 6kologischen
Aspekte zu verbessern, was durch die Stufen a. bis i. erzielt wird: a. Fullen der Anlage mit Deionat, Entliften und Abdriicken der Leitungen zum
Uberpriifen der Dichtigkeit, ggf. Beseitigen von Undichtigkeiten, b. Vorsptilen mit maximal zwei Anlagevolumina Deionat zum Beseitigen von groben
Verunreinigungen im Open-Circuit (OC)-Verfahren mit einer Geschwindigkeit von > 0,5 m/s bis die Tribung am Austritt (8) = < 0,5 (photometrisch

435 nm, 50 mm Kuvette) unterschreitet, c. Zudosieren einer Netzmittelldsung (Entfetten) an der Pumpstation (2) in den Mischtank im Kreislaufbetrieb

zum Beseitigen von Ol- und Fettresten bis sie eine Konzentration von 0,05 - 0,1 Vol. % erreicht hat, einwirken lassen von mindestens 2 Std.
wahrend des Aufheizens auf eine Temperatur von 50-80°C, d. Beenden des Aufheizens, nachdem eine Temperatur von 50-80°C am Rucklauf
(10) eingestellt ist, e. Zudosieren einer mit der Netzmittelldsung vertréglichen Beiz-/Reinigungslésung in Form von etwa 0,8 - 1,5 Vol.% inhibierter
Flussséure tber den Mischtank der Pumpstation im Kreislaufverfahren bei einer Strdmungsgeschwindigkeit von > 0,2 m/s in den zu behandelnden
Rohrleitungen, f. mehrfaches Bestimmen der Konzentration von Fe-Konzentration bei ausreichend freier HF Saure bis die Fe-Werte konstant

sind, g. Verdrangen der HF-Saure mittels Zugabe von maximal vier Anlagenvolumina Deionat, Entliften der Anlage, Prifung auf Leitfahigkeit im
Hochgeschwindigkeitsverfahren bis dieselbe < 10 bzw. 20 us/cm tber dem Eingangswert liegt, h. Wiederaufnehmen des Zirkulationskreislaufs
und Anheben des pH-Wertes auf > 10,0 (Alkalisieren), Zudosieren von H202 zum Ausbilden einer Passivschicht auf den Metallinnenflachen der

Leitungen bis ein positives Redox-Potential > +10mV gemessen wird, i. Spulen samtlicher Leitungen, Entleeren der vorhandenen Lésungen (Fig. 1).
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